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(54) lonenquelle

(67)  Beieiner lonenquelle mit einer Mehrzahl von ei-
nem Transport wenigstens eines Emissionsstoffs die-
nenden, insbesondere nadelférmigen Elementen (2),
welche in einer gemeinsamen Halterung (7) angeordnet
sind und an welche eine Spannung anlegbar ist, wobei
in Abstand von Austrittsenden der Elemente (2) wenig-
stens eine Gegenelektrode (4) zur Ausbildung eines
elektrischen Felds zwischen den gemeinsam mit der Hal-
terung (7) eine Elektrode bildenden Elementen (2) und
der Gegenelektrode (4) fur eine Beschleunigung der
durch die Elemente (2) emittierten lonen des Emissions-
stoffs vorgesehen ist, ist vorgesehen, dass die Halterung

'\

(7) eine die Mehrzahl von nadelférmigen Elementen (2)
umgebende, insbesondere ringférmige Erhebung (3)
aufweist, an welche die an die Elemente (2) angelegte
Spannung angelegtist, und dass die Gegenelektrode (4)
die Halterung (7) sowie die nadelférmigen Elemente (2)
in Abstand umgibt und entsprechend der Positionierung
derselben mit einer Durchtritts6ffnung (5) ausgebildet ist,
welche zumindest der Abmessung (R) der Erhebung (3)
der Halterung (7) entspricht. Derart wird von der Mehr-
zahl von Elementen (2) ein gleichmaRiges bzw. gleich-
férmiges elektrisches Feld wahrgenommen, um die Aus-
bringung eines gerichteten Strahls (11) des Emissions-
stoffs zu unterstitzen.

Fig.3 . o
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
lonenquelle mit einer Mehrzahl von einem Transport we-
nigstens eines Emissionsstoffs dienenden, insbesonde-
re nadelférmigen Elementen, welche in einer gemeinsa-
men Halterung angeordnet sind und an welche eine
Spannung anlegbar ist, wobeiin Abstand von Austrittsen-
den der Elemente wenigstens eine Gegenelektrode zur
Ausbildung eines elektrischen Felds zwischen den ge-
meinsam mit der Halterung eine Elektrode bildenden Ele-
menten und der Gegenelektrode fiir eine Beschleuni-
gung der durch die Elemente emittierten lonen des Emis-
sionsstoffs vorgesehen ist.

[0002] Eine derartige lonenquelle wird beispielsweise
als Antrieb einer Raumsonde oder eines Satelliten ein-
gesetzt bzw. dient allgemein als Emitter, bei welchem
bei Anlegen einer Spannung zwischen den einem Trans-
port bzw. einem Ausbringen eines Emissionsstoffs die-
nenden insbesondere nadelférmigen Elementen und ei-
ner Gegenelektrode der Emissionsstoff, d.h. lonen, emit-
tiert werden, wie dies schematisch in Fig. 1 flr eine lo-
nenquelle gemafR dem Stand der Technik dargestellt ist.
Bei dieser bekannten Ausfiihrungsform ist ein nadelfér-
miges Element 100 vorgesehen, welches mit einem Vor-
ratsbehalter 101 zur Aufnahme des auszubringenden
Emissionsstoffs bzw. Materials verbunden ist, wobei bei
der Ausfiihrungsform gemaR Fig. 1 fur ein Verflissigen
des zu emittierenden Stoffs bzw. Materials schematisch
eine Heizvorrichtung 102 angedeutet ist. Durch ein An-
legen einer vergleichsweise hohen Spannung zwischen
dem eine Elektrode bildenden Element 100, wobei zu-
satzlich eine Halterung 103 hieflir angedeutet ist, und
einer Gegenelektrode 104, welche eine Durchtrittsoff-
nung 105 aufweist, wird ein Ausbringen von Material er-
moglicht, wie dies durch 106 angedeutet ist. Eine Span-
nungsquelle, welche beispielsweise eine Spannung von
hdéchstens 10 kV zur Verfligung stellt, ist mit 107 bezeich-
net. Durch ein Ausbringen des Materials unter dem an-
gelegten hohen elektrischen Feld wird eine Kraft erzeugt,
welche beispielsweise zum Antrieb einer mit einer der-
artigen lonenquelle ausgestatteten Einrichtung, bei-
spielsweise einem Satelliten oder einer Raumsonde her-
angezogen werden kann.

[0003] BeiVorsehen einer Mehrzahl voninsbesondere
nadelférmigen Elementen zum Ausbringen des zu emit-
tierenden Stoffs bzw. Materials ist es beispielsweise be-
kannt, eine Gegenelektrode vorzusehen, welche gitter-
artig ausgebildet ist oder eine Mehrzahl von Durchtritts-
6ffnungen, insbesondere entsprechend der Anzahl und
Positionierung der nadelférmigen Elemente aufweist, um
einen eine entsprechend gréRere rdumliche Ausbreitung
und/oder groRere Stromstérke aufweisenden lonen-
strahl zu erzeugen. Es ist unmittelbar einsichtig, dass
beispielsweise bei Verwendung einer gitterférmigen oder
eine Mehrzahl von Durchtrittséffnungen aufweisenden
Gegenelektrode insbesondere das Material der Gegen-
elektrode nicht sinnvoll vor dem auszubringenden Mate-
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rial geschiitzt werden kann.

[0004] Weitersistbeibekannten Ausbildungen sowohl
mit lediglich einem im Wesentlichen nadelférmigen Ele-
ment als auch mit einer Vielzahl derselben oftmals nach-
teilig, dass durch die Anordnung sowohl des ausbringen-
den Elements als auch der Gegenelektrode ein nicht
gleichmaRiges elektrisches Feld existiert, so dass eine
gezielte Ausbringung des zu emittierenden Materials ins-
besondere unter Schonung der Gegenelektrode nicht
bzw. nicht ohne Weiteres zur Verfligung gestellt werden
kann.

[0005] Dievorliegende Erfindung zieltdaher daraufab,
eine lonenquelle der eingangs genannten Art dahinge-
hend weiterzubilden, dass die oben genannten Nachteile
vermieden werden und insbesondere eine lonenquelle
zur Verfiigung gestellt wird, bei welcher die Mehrzahl von
insbesondere nadelférmigen Elementen jeweils im We-
sentlichen dieselbe elektrische Feldstarke wahrnimmt,
um derart einen gleichmafRigen und gerichteten Strahl
des auszubringenden Stoffs bzw. Materials bereitstellen
zu kénnen.

[0006] Zur Loésung dieser Aufgaben ist die erfindungs-
gemale lonenquelle im Wesentlichen dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halterung eine die Mehrzahl von na-
delfédrmigen Elementen umgebende, insbesondere ring-
férmige Erhebung aufweist, an welche die an die Ele-
mente angelegte Spannung angelegt ist, und dass die
Gegenelektrode die Halterung sowie die nadelférmigen
Elemente in Abstand umgibt und entsprechend der Po-
sitionierung derselben mit einer Durchtritts6ffnung aus-
gebildet ist, welche zumindest der Abmessung der Er-
hebung der Halterung entspricht. Dadurch, dass erfin-
dungsgemal die Halterung eine insbesondere ringfor-
mige Erhebung aufweist, welche die Mehrzahl von na-
delférmigen Elementen umgibt, wobei neben den nadel-
férmigen Elementen und der Halterung auch an die ins-
besondere ringférmige Erhebung die Spannung unter
Ausbildung der Elektrode angelegt ist, wird ermdglicht,
dassdie ein Feld bzw. Array bildenden Elektroden jeweils
einem elektrischen Feld ausgesetzt sind, welches tber
die Erstreckung der flachigen Anordnung der insbeson-
dere nadelférmigen Elemente eine gleiche bzw. gleich-
maRige Starke aufweist. Unter Vorsehen eines derarti-
gen gleichmaRigen elektrischen Felds fir die Vielzahl
von insbesondere nadelférmigen Elementen sowie
durch Anordnung bzw. Ausbildung der Durchtritts6ffnung
der Gegenelektrode mit einer zumindest die Abmessung
der Erhebung entsprechenden Abmessung der Durch-
tritts6ffnung wird sichergestellt, dass ein gerichteter und
einheitlicher Strahl des zu emittierenden Stoffs bzw. Ma-
terials von der Mehrzahl der nadelférmigen Elemente
ausgetragen wird und somit ein gerichteter Antrieb zur
Verfligung gestellt werden kann. Durch die gleichmaRige
Verteilung der elektrischen Feldstarke ist der lonenemis-
sionsstrom fur jedes nadelférmige Elementinnerhalb der
flachigen Anordnung der Vielzahl von Elementen gleich
bzw. vereinheitlicht, wobei dies im Zusammenhang mit
der Positionierung und Dimensionierung der Durchtritts-
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6ffnung der Gegenelekirode einen langfristigen effizien-
ten Betrieb der erfindungsgemafen lonenquelle ermég-
licht. Durch die gleichmaRige Verteilung der elektrischen
Feldstarke wird dementsprechend eine Fokussierung
der entstehenden lonenstrahlen entlang der durch die
Anordnung der Mehrzahl von nadelférmigen Elementen
als auch der Durchtrittsdffnung der Gegenelektrode de-
finierten Achse bzw. bevorzugten Ausbringrichtung des
zu emittierenden Materials zur Verfligung gestellt, so
dass derart ein gerichteter Antrieb ermdglicht wird. Es
wird somit eine Streuung der geladenen Teilchen nach
deren Ausbringen aus den insbesondere nadelférmigen
Elementen verringert, so dass von der bevorzugten Aus-
bringrichtung bzw. Schub- oder Antriebsrichtung abwei-
chende Komponenten abgeschwécht werden, so dass
auch weitere Elemente der erfindungsgemafRen lonen-
quelle und insbesondere die Gegenelektrode entspre-
chend geschitzt werden kdnnen.

[0007] Fir eine besonders einfache und zuverlassige
Bereitstellung und insbesondere zur Vermeidung von
Verlusten bei Ausbildung des elektrischen Felds wird ge-
mafl einer bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschla-
gen, dass die Erhebung im Wesentlichen einstiickig mit
der Halterung fir die Elemente ausgebildet ist.

[0008] Um insbesondere Uber einen entsprechend
gréReren Bereich bzw. eine gréRere Flache, welche von
der Mehrzahl der insbesondere nadelférmigen Elemente
Uberdeckt wird, ein gleichmaRiges elektrisches bzw.
elektromagnetisches Feld mit im Wesentlichen parallel
zu der durch die Austritts6ffnungen der nadelférmigen
Elemente gebildeten Ebene verlaufenden Feldlinien zur
Verfiigung zu stellen, wird gemaR einer weiters bevor-
zugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen, dass die Erhe-
bungan ihrer zu einem Inneren der Halterung gewandten
Seite mit einem abgesetzten und insbesondere zu einer
Abstitzflache der nadelférmigen Elemente im Wesentli-
chen parallelen Bereich ausgebildet ist. In diesem Zu-
sammenhang wird gemal einer weiters bevorzugten
Ausfiihrungsform vorgeschlagen, dass der abgesetzte
Bereich eine Hohe aufweist, welche im Wesentlichen
gleich der Hohe bzw. Lange der auf der Halterung ange-
ordneten nadelférmigen Elemente ist.

[0009] Zur Bereitstellung eines kontinuierlichen Feld-
linienverlaufs insbesondere unter Berlcksichtigung der
Ublicherweise hohen angelegten Spannungen wird dar-
Uber hinaus vorgeschlagen, dass die Erhebung eine Dik-
ke aufweist, welche etwa 5 und 30 %, insbesondere etwa
10 bis 25 % der AuRBenabmessungen der Erhebung be-
tragt, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfiihrungs-
form der erfindungsgemaRen lonenquelle entspricht.
[0010] Zur weiteren Unterstiitzung eines gleichmaRig
verlaufenden Feldlinienverlaufs wird dartber hinaus be-
vorzugt vorgeschlagen, dass die Erhebung an ihrem von
der Ebene der Halterung vorragenden Ende abgerundet
ausgebildet ist. Unter Beriicksichtigung der Ublicherwei-
se geringe Abmessungen aufweisenden nadelférmigen
Elemente und der anzulegenden hohen Spannungen
wird darlber hinaus bevorzugt vorgeschlagen, dass die
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abgerundete Oberflache der Erhebung einen Radius von
etwa 10 bis 30 % der AuBenabmessungen der Erhebung
aufweist.

[0011] Um eine Vermeidung bzw. Verringerung von
Beschadigungen an der Gegenelektrode, wie dies durch
den gerichteten Strahl des auszubringenden Materials
unterstltzt wird, weiter zu begiinstigen, wird gemaf einer
weiters bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen,
dass der Durchmesser der Durchtrittséffnung der Ge-
genelektrode bei im Wesentlichen kreisférmiger Anord-
nung der nadelférmigen Elemente und einer ringférmi-
gen Ausbildung der Erhebung die Aulienabmessungen
der Erhebung um wenigstens 25 %, insbesondere etwa
50 % Ubersteigt.

[0012] Im Zusammenhang mit einem derartigen
Schutz der Gegenelektrode wird dariiber hinaus vorge-
schlagen, dass der Abstand der Durchtrittséffnung der
Gegenelektrode von den nadelférmigen Elementen we-
nigstens 50 %, insbesondere wenigstens 75 % der Au-
Renabmessungen der Erhebung betragt, wie dies einer
weiters bevorzugten Ausfiihrungsform der erfindungsge-
mafien lonenquelle entspricht.

[0013] Die erfindungsgemale Ausbildung der lonen-
quelle durch Vorsehen einer die Mehrzahl von nadelfér-
migen Elementen umgebenden insbesondere ringférmi-
gen Erhebung zur Bereitstellung eines gleichmaRigen
elektrischen Felds mit den dadurch erzielbaren Vorteilen
bei einem Ausbringen des zu emittierenden Stoffs bzw.
Materials, wie dies oben ausfiihrlich erortert wurde, fihrt
jedoch dazu, dass Elektronen auerhalb der lonenquelle
eine durch die Gegenelektrode, welche mit einer entspre-
chend grofRen Durchtrittséffnung versehen ist, gegebe-
nenfalls nicht vollstandig abgeschirmte vergleichsweise
hohe Spannung der insbesondere nadelférmigen Ele-
mente sehen bzw. erkennen, so dass diese Elektronen
gegebenenfalls mit hoher Energie auf die nadelférmigen
Elemente auftreffen, wodurch ein Aufheizen derselben
bewirkt wird. Um ein derartiges Auftreffen von aulRerhalb
derlonenquelle und insbesondere auflerhalb der Gegen-
elektrode befindlichen Elektronen auf die insbesondere
nadelférmigen Elemente zu vermeiden, wird gemaf ei-
ner weiters bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschla-
gen, dass auf der von der Halterung und den nadelfor-
migen Elementen abgewandten Oberflache der Gegen-
elektrode im Wesentlichen symmetrisch um die Durch-
tritts6ffnung eine Mehrzahl von magnetischen Ablenk-
einrichtungen, insbesondere Permanentmagneten vor-
gesehen ist. Derart werden auRerhalb der Gegenelek-
trode befindliche Elektronen eingefangen und insbeson-
dere an einem Durchtritt durch die Durchtrittséffnung der
Gegenelektrode in Richtung zu den nadelférmigen Ele-
menten gehindert.

[0014] In diesem Zusammenhang wird gemaR einer
weiters bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen,
dass die Orientierung der magnetischen Ablenkeinrich-
tungen, insbesondere Permanentmagnete, im Bereich
der Durchtritts6ffnung der Gegenelektrode zur Ausbil-
dung von Bereichen mit wenigstens teilweise in sich ge-
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schlossenen Magnetfeldlinien gewahlt ist. Derart gelingt
es, aullerhalb der Gegenelektrode befindliche Elektro-
nen in derartin sich geschlossenen Magnetfeldlinien ein-
zufangen und abzubremsen, so dass diese auf die Ge-
genelektrode auf der von den insbesondere nadelférmi-
gen Elementen abgewandten Oberflache auftreffen und
von dieser absorbiert werden, ohne durch die Durchtritts-
6ffnung der Gegenelektrode in Richtung zu den nadel-
férmigen Elementen eintreten zu kdnnen und bei einem
Auftreffen auf dieselben diese aufzuheizen.

[0015] Wahrend bekannte Ausbildungen von lonen-
quellen, wie dies beispielsweise in Fig. 1 dargestellt ist,
beispielsweise mit Spannungen von héchstens 10 kV be-
trieben werden, wird es durch die erfindungsgemaf vor-
gesehene Anordnung einer die Mehrzahl von nadelfor-
migen Elementen umgebenden ringférmigen Erhebung
sowie die entsprechende Positionierung oder Anordnung
der Durchtritts6ffnung der Gegenelektrode unter Ausbil-
dung eines gleichmaRigen Feldlinienverlaufs moglich,
entsprechend héhere Spannungen einzusetzen, umder-
art hohere Ausstol3geschwindigkeiten des zu emittieren-
den Stoffs bzw. Materials und derart héhere Antriebs-
krafte zur Verfiigung zu stellen. Erfindungsgeman wird
in diesem Zusammenhang bevorzugt vorgeschlagen,
dass die an die Halterung und die Elemente sowie die
Erhebung angelegte Spannung wenigstens 20 kV, ins-
besondere wenigstens 100 kV betragt. Derart wird es
beispielsweise moglich, AusstoRgeschwindigkeiten der
lonen zur Verfligung zu stellen, welche um einen Faktor
10 Uber konventionellen lonenquellen liegen, wie dies
beispielsweise in Fig. 1 angedeutet ist. Bei Vorsehen ei-
ner Spannung von einigen Megavolt wird es mdglich, ei-
nen spezifischen Impuls von ber 100.000 s zur Verfi-
gung zu stellen, wobei derart vorhandener Treibstoff
bzw. zu emittierendes Material sehr effizient genutzt wer-
den kann. In diesem Zusammenhang wird erfindungs-
gemal vorgeschlagen, eine erfindungsgemafRie lonen-
quelle als Antrieb flir eine Raumsonde, einen Satelliten
oder dgl. zu verwenden. Durch eine entsprechend effizi-
ente Nutzung des Emissionsstoffs bzw. Treibstoffs ge-
lingt eine zuverldssige Versorgung einer derartigen
Raumsonde bzw. eines derartigen Satelliten tUber grof3e
Zeitrdume unter Einsatz einer vergleichsweise geringen
Menge des fir einen Antrieb vorzusehenden und durch
die lonenquelle zu emittierenden Materials.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
der beiliegenden Zeichnung schematisch dargestellten
Ausfiihrungsbeispielen ndher erlautert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer lonen-
quelle gemaR dem Stand der Technik;

Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
ner Ausfilhrungsform einer erfindungsgemaRen lo-
nenquelle, wobei das Detail der Anordnung der
Mehrzahl von insbesondere nadelférmigen Elemen-
ten in vergroRertem MaRstab in Fig. 2a dargestellt
ist;

Fig. 3 in vergréRertem Malstab eine schematische
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Darstellung der Anordnung der Mehrzahl von insbe-
sondere nadelférmigen Elementen sowie der Halte-
rung und der die Elemente umgebenen Erhebung
als auch der Anordnung und Positionierung der Ge-
genelektrode entsprechend der Ausbildung von
Fig. 2, wobei ergénzend Feldlinien des durch die er-
findungsgemaRe Ausbildung ausgebildeten elektri-
schen Felds angedeutet sind; und

Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf die Durch-
tritts6ffnung der Gegenelektrode, wobei zusatzliche
magnetische Ablenkeinrichtungen im Bereich der
Durchtritts6ffnung angedeutet sind.

[0017] In Fig. 2 ist allgemein mit 1 eine lonenquelle
bezeichnet, wobeiinsbesondere aus Fig. 2ain gréRerem
Malfstab deutlich ersichtlich ist, dass eine Mehrzahl von
insbesondere nadelférmigen Elementen 2in einem Array
bzw. Bereich angeordnet ist, wobei die nadelférmigen
Elemente 2 von einer insbesondere ringférmigen Erhe-
bung 3 umgeben werden.

[0018] Wie dies insbesondere aus Fig. 3 deutlich er-
sichtlich werden wird, wird an die nadelférmigen Elemen-
te 2 sowie die ringférmige Erhebung 3 eine Spannung
unter Ausbildung einer Elektrode angelegt, wobei in Fig.
2 eine Gegenelektrode 4 gezeigt ist, welche entspre-
chend der Anordnung und Positionierung der nadelfor-
migen Elemente 2 eine Durchtritts6ffnung 5 aufweist,
durch welche ahnlich wie bei der Darstellung gemaR Fig.
1 des bekannten Standes der Technik das durch die na-
delfdrmigen Elemente 2 auszubringende Material zur
Bereitstellung eines Antriebs eines beispielsweise mit
der lonenquelle 1 ausgeristeten Satelliten ausgestoRRen
wird.

[0019] Die lonenquelle 1 umfasst ein allgemein mit 6
bezeichnetes Gehduse, wobei weitere Details desselben
fur die vorliegende Erfindung nicht wesentlich sind und
somit nicht néher erértert werden.

[0020] Aus der schematischen Darstellung in vergro-
Rertem MaRstab der Fig. 3 ist ersichtlich, dass die Viel-
zahl von insbesondere nadelférmigen Elementen 2 von
einer Halterung 7 getragen ist, wobei die ringférmige Er-
hebung 3 im Wesentlichen einstlickig mit der Halterung
7 ausgebildet ist, deren Kontur, wie dies nachfolgend
noch naher ausgefiihrt werden wird, durch eine dicke
Linie in Fig. 3 angedeutet ist. Die im Wesentlichen ring-
férmige Erhebung 3istzur einfacheren Herstellung sowie
zur entsprechend einfachen und zuverlassigen Anle-
gung der erforderlichen hohen Spannung von beispiels-
weise 100 kV oder mehr einstlickig mit der Halterung 7
ausgebildet. Eine Versorgung sowohl der durch die Hal-
terung 7, die nadelférmigen Elemente 2 sowie die Erhe-
bung 3 gebildeten Elektrode als auch der Gegenelektro-
de 4 istin Fig. 3 nicht ndher dargestellt ist, da sie an sich
bekannt ist.

[0021] Ebensoistin Fig. 3 der Vorrat an durch die ins-
besondere nadelférmigen Elemente 2 auszubringendem
Material lediglich schematisch durch einen Behalter 8
angedeutet, wobei das in dem Behélter 8 enthaltene Ma-
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terial beispielsweise ebenso wie bei der Ausfiihrungs-
form gemaR Fig. 1 entsprechend erwarmt bzw. erhitzt
wird.

[0022] Aus Fig. 3 ist darliber hinaus ersichtlich, dass
die im Wesentlichen ringférmige Erhebung 3 mit einem
abgerundeten Bereich 9 ausgebildet ist, wobei die Kontur
der Erhebung 3 zur Verdeutlichung mit einer verstarkten
Umfangslinie dargestellt ist.

[0023] Dariber hinaus ist gezeigt, dass die Erhebung
3 in Richtung zu den insbesondere nadelférmigen Ele-
menten 2 mit einem abgesetzten Bereich bzw. einer
Schulter 10 ausgebildet ist, deren bzw. dessen Héhe im
Wesentlichen dervonderHalterung 7 vorragenden Héhe
der Elemente 2 entspricht.

[0024] Durch die spezielle Formgebung der Erhebung
3 wird es mdglich, dass von der Vielzahl von nebenein-
ander und beispielsweise ebenfalls kreisférmig angeord-
neten Elementen 2 trotz deren raumlicher Erstreckung
ein gleichmaRiges bzw. gleichférmiges und im Wesent-
lichen zu der Halterung 7 parallele Aquipotentialflachen
aufweisendes elektrisches bzw. elektromagnetisches
Feld wahrgenommen wird. Derart kann von den Elemen-
ten 2 auszubringendes Material im Wesentlichen gebiin-
delt bzw. fokussiert in einem im Wesentlichen parallelen
Strahl ausgebracht werden.

[0025] Die spezielle Formgebung bzw. Ausbildung der
Feldlinien, wie sie in Fig. 3 angedeutet sind, wird darliber
hinaus durch die Positionierung und Anordnung der
Durchtrittséffnung 5 der Gegenelektrode 4 unterstiitzt,
wobei aufgrund der Tatsache, dass die Abmessungen
der Durchtritts6ffnung 5 mindestens den Abmessungen
der Erhebung 3 entsprechen, sichergestellt wird, dass
selbst Randbereiche der Durchtritts6ffnung 5 nicht durch
den von den Elementen 2 abgegebenen Materialstrom
getroffen bzw. beaufschlagt werden.

[0026] Die AuRenkontur dieses von der Vielzahl von
nadelférmigen Elementen 2 abgegebenen Material-
strahls ist durch eine strichlierte Linie 11 in Fig. 3 ange-
deutet.

[0027] In Fig. 3 ist gezeigt, dass zur Erzielung der
gleichmaRigen Feldstarke die Dicke d des im Wesentli-
chen bogenférmigen Bereichs 9 etwa 20 bis 25 % der
mit R bezeichneten AulRenabmessung der Erhebung 3
betragt.

[0028] Weiters ist in Fig. 3 angedeutet, dass der Ab-
stand der Durchtrittséffnung 5 von den nadelférmigen
Elementen 2 etwa 75 % der AuRenabmessung R der
Erhebung 3 betragt. Ergénzend ist aus Fig. 3 ersichtlich,
dass der Durchmesser D der Durchtrittséffnung 5 der
Gegenelektrode etwa 150 % der AuRenabmessung R
der Erhebung 3 entspricht.

[0029] Durch einederartige Wahlder Verhaltnisse zwi-
schen den einzelnen Abmessungen wird das in Fig. 3
dargestellte optimierte elektrische Feld mit Aquipotenti-
alflachen zur Verfiigung gestellt, welche insbesondere
im Bereich Uber den insbesondere nadelférmigen Ele-
menten 2 gleichmaRig verlaufen, wie dies durch die par-
allele Anordnung der Aquipotentialflichen sowie deren
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Parallelitat zur Oberflache der Halterung 7 bzw. den Aus-
tritts6ffnungen der Elemente 2 angedeutet ist.

[0030] AnstellederinFig.3 getrennten Ausbildung des
bogenférmigen Bereichs 9 sowie des abgesetzten Be-
reichs bzw. der Schulter 10 kann eine verlaufende Struk-
tur der einzelnen Teilbereiche der Erhebung 3 vorgese-
hen sein.

[0031] AusderDarstellunggemal Fig. 4 ist ersichtlich,
dass an der AulRenseite der Gegenelektrode 4 und ins-
besondere symmetrisch um die Durchtritts6ffnung 5 der-
selben verteilt eine Mehrzahl von magnetischen Ablen-
keinrichtungen, insbesondere eine Mehrzahl von mit 12
bezeichneten Permanentmagneten vorgesehen ist. Die
Ausrichtung bzw. Anordnung dieser Permanentmagnete
12 wird beispielsweise derart gewahlt, dass im Wesent-
lichen in sich geschlossene Feldlinien 13 erzeugt wer-
den, wobei derartige in sich geschlossene magnetische
Feldlinien 13 bewirken, dass auerhalb der Gegenelek-
trode 4 befindliche Elektronen eingefangen und abge-
bremst werden, so dass insbesondere ein Durchtritt der-
selben in Richtung zu den Elementen 2 verhindert wird,
wodurch ein Aufheizen dieser Elemente 2 vermieden
werden kann.

[0032] Die magnetischen Ablenkeinrichtungen bzw.
Permanentmagnete 12 sind in den Darstellungen gemaf
Fig. 2 und 3 zur Vereinfachung dieser Darstellungen nicht
gezeigt.

[0033] Anstelle der in Fig. 4 gezeigten speziellen An-
ordnung einer Vielzahl von Permanentmagneten 12 kén-
nen andere Ausbildungen bzw. Anordnungen von ma-
gnetischen Ablenkeinrichtungen vorgesehen sein, wel-
che einen Durchtritt von aufRerhalb der Gegenelektrode
4 befindlichen Elektronen in Richtung zu den Elementen
2 verhindern.

Patentanspriiche

1. lonenquelle mit einer Mehrzahl von einem Transport
wenigstens eines Emissionsstoffs dienenden, ins-
besondere nadelférmigen Elementen (2), welche in
einer gemeinsamen Halterung (7) angeordnet sind
und an welche eine Spannung anlegbar ist, wobei
in Abstand von Austrittsenden der Elemente (2) we-
nigstens eine Gegenelektrode (4) zur Ausbildung ei-
nes elektrischen Felds zwischen den gemeinsam mit
der Halterung eine Elektrode bildenden Elementen
(2) und der Gegenelektrode (4) fiir eine Beschleuni-
gung der durch die Elemente emittierten lonen des
Emissionsstoffs vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halterung (7) eine die Mehrzahl
von nadelférmigen Elementen (2) umgebende, ins-
besondere ringférmige Erhebung (3) aufweist, an
welche die an die Elemente (2) angelegte Spannung
angelegt ist, und dass die Gegenelektrode (4) die
Halterung (7) sowie die nadelférmigen Elemente (2)
in Abstand umgibt und entsprechend der Positionie-
rung derselben mit einer Durchtrittséffnung (5) aus-
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gebildet ist, welche zumindest der Abmessung (R)
der Erhebung (3) der Halterung (7) entspricht.

lonenquelle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erhebung (3) im Wesentlichen
einstiickig mit der Halterung (7) fir die Elemente (2)
ausgebildet ist.

lonenquelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erhebung (3) an ihrer zu
einem Inneren der Halterung (7) gewandten Seite
mit einem abgesetzten und insbesondere zu einer
Abstitzflache der nadelférmigen Elemente (2) im
Wesentlichen parallelen Bereich (10) ausgebildet
ist.

lonenquelle nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass derabgesetzte Bereich (10) eine H6-
he aufweist, welche im Wesentlichen gleich der H6-
he bzw. Lange der auf der Halterung (7) angeord-
neten nadelférmigen Elemente (2) ist.

lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erhebung (3) eine
Dikke aufweist, welche etwa 5 und 30 %, insbeson-
dere etwa 10 bis 25 % der Auflenabmessungen (R)
der Erhebung (3) betragt.

lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erhebung (3) an
ihrem von der Ebene der Halterung (7) vorragenden
Ende (9) abgerundet ausgebildet ist.

lonenquelle nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die abgerundete Oberflache (9) der
Erhebung (3) einen Radius von etwa 10 bis 30 %
der AuRenabmessungen (R) der Erhebung (3) auf-
weist.

lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der
Durchtrittséffnung (5) der Gegenelektrode (4) bei im
Wesentlichen kreisférmiger Anordnung der nadel-
férmigen Elemente (2) und einer ringférmigen Aus-
bildung der Erhebung (3) die Aulenabmessungen
(R) der Erhebung (3) um wenigstens 25 %, insbe-
sondere etwa 50 % ubersteigt.

lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand der
Durchtrittséffnung (5) der Gegenelektrode (4) von
den nadelférmigen Elementen (2) wenigstens 50 %,
insbesondere wenigstens 75 % der AuRenabmes-
sungen (R) der Erhebung (3) betragt.

lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der von der Hal-
terung (7) und den nadelférmigen Elementen (2) ab-
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1.

12.

13.

gewandten Oberflaiche der Gegenelektrode (4) im
Wesentlichen symmetrisch um die Durchtrittsoff-
nung eine Mehrzahl von magnetischen Ablenkein-
richtungen, insbesondere Permanentmagneten (12)
vorgesehen ist.

lonenquelle nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Orientierung der magnetischen
Ablenkeinrichtungen, insbesondere Permanentma-
gnete (12), im Bereich der Durchtrittséffnung (5) der
Gegenelektrode (4) zur Ausbildung von Bereichen
mit wenigstens teilweise in sich geschlossenen Ma-
gnetfeldlinien (13) gewahlt ist.

lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die an die Halterung
(7) und die Elemente (2) sowie die Erhebung (3) an-
gelegte Spannung wenigstens 20 kV, insbesondere
100 kV betragt.

Verwendung einer lonenquelle nach einem der An-
spriiche 1 bis 12 als Antrieb fir eine Raumsonde,
einen Satelliten oder dgl.
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